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１．概要（Summary） 

フェムト秒レーザ還元直接描画法は，金属酸化物ナノ

粒子を還元焼結し，金属の微細パターンを形成する方法

である．我々は，CuOナノ粒子に還元剤と分散剤を混合

した溶液を調製し，これをスプレーコート法を用いて非平

面基板上に塗布し，フェムト秒レーザを集光描画すること

によって，Cu微細パターンを作製した．更に，本プロセス

を非平面表面上への温度センサ作製に応用した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

露光プロセス装置一式，小坂微細形状測定機一式，3

次元レーザ・リソグラフィシステム一式 

【実験方法】 

Fig. 1に提案する作製プロセスを示す．初めにCuOナ

ノ粒子，還元剤，分散剤を混合し，CuOナノ粒子溶液を

調製し，スプレーコート法を用いて非平面基板上に塗布

した．次に，フェムト秒レーザを用いて，2次元微細パター

ンを形成した．最後に，レーザ未照射部の CuOナノ粒子

を除去した．

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2にシリコーンチューブ表面上に形成した温度セ

ンサの写真を示す．曲面形状に沿ってレーザ走査を行う

ことにより，チューブ表面に剥離なく温度センサが描画形

成された． 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・SIP（NEDO）「イノベーションソサエティを活用した中部

発革新的機器製造技術の研究開発」 
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６．関連特許（Patent） 

なし． 

Fig. 2 Photograph of temperature sensor 

fabricated on the surface of the silicone tube. 
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Fig. 1 Fabrication process of Cu-based 

micropatterns on nonplanar surfaces. 

Femtosecond
laser

Objective lens

CuO NP 
solution

Silicone
substrate

Cu-based 
micropatterns

Femtosecond
laser

Objective lens

CuO NP 
solution

Silicone
substrate

Cu-based 
micropatterns


